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摘要(译)

一种治疗系统，包括用于治疗活组织的治疗施用器和用于确定施用器位
置的观察单元。从施用器施加到活组织的治疗能量根据表示施用器位置
的数据来控制，由观察单元确定。因此，即使同时使用涂抹器和观察单
元（例如，MRI设备），也易于操作该系统。在使用治疗涂药器期间，
活组织的图像保持清晰。
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